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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光沢面及びマット面の表面粗さがＪＩＳＢ０６０１－１９９４で規定する１０点平均粗
さ（Ｒｚ）で２．０μｍ以下である電解銅箔の両表面に電気二重層容量の逆数(１／Ｃ)値
が０．３３ｃｍ２／μＦを超え、０．８ｃｍ２／μＦ以下である有機防錆皮膜が形成され
ている超音波溶接性に優れた表面処理電解銅箔。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は特に、銅箔相互、あるいは銅箔と他の金属材料とを超音波溶接法により溶接す
る、超音波溶接性に優れた銅箔、ならびにその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車等に用いられる電子部品の場合、近年の高密度化にともない、その電気接続部は
より信頼性の高いものが要求され、特に、端子と銅箔等の異種金属同士の接合部について
は、より確実に接合されることが求められている。
また近年、リチウムイオン二次電池等の非水溶媒二次電池の負極集電体としての銅箔同士
、あるいは銅箔とタブ端子の接続は超音波溶接により行われており、強い接合強度が求め
られている。
【０００３】
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　このような要求を満たす溶接法の一つに、超音波溶接がある。
この超音波溶接法は抵抗溶接に比較して接合温度が低いため母材を痛めにくく、特に異種
金属同士の接合ではその接合部に脆い生成物がみられず、低コストであるという利点があ
る。
　超音波溶接法は、接合面に一定の圧力を加えた状態で超音波振動を印加すると、被接合
面が摩擦され、酸化被膜や不純物が機械的にクリーニングされるとともに、原子拡散が誘
起され相互に接合される。
【０００４】
　一般に超音波溶接の振動・圧力・時間等の溶接条件を強くすると強い接合強度が得られ
ることは知られているが、ホーン先端のチップ及びアンビルの消耗が早くなるという欠点
がある。このチップ及びアンビルは高価であるため、コストの面から弱い溶接条件でも強
い接合力を有する各種条件が求められている。
【０００５】
　銅箔はその表面に防錆処理を施さない方が溶接性は優れる。しかし、防錆処理を施さな
いと銅箔表面は大気中で容易に酸化してしまい実用には適さない。この銅箔表面の酸化を
防ぐため、酸性浴（ｐＨ１～２）でクロメート処理を行い、クロメート被膜と呼ばれる、
クロム水和酸化物膜を形成する方法及びトリアゾール化合物、テトラゾール化合物を含む
溶液中に浸漬し有機防錆皮膜を形成する方法が知られている。
　このように防錆被膜を施した銅箔は、大気中で変色し難いが、一方で防錆被膜の厚さが
厚い場合、超音波溶接による接合強度が充分でない事態が発生することがある。
これは、防錆被膜が銅箔表面を覆っているため、超音波振動を印加しても、表面がクリー
ニングされにくく、純銅が表面に出てこないため、原子拡散が起こり難く、接合力が弱め
られるためであると考えられる。
【０００６】
　本発明者等は先にクロム水和酸化物を銅箔表面に薄く形成した銅箔が超音波溶接性に優
れる、との提案を行った（特許文献１参照）。
　しかし、クロム水和酸化物はクロム金属を扱うために環境問題に留意する必要があり、
また、クロム水和酸化物皮膜は加熱条件によっては高温処理に適さないとの指摘がなされ
ている。
【０００７】
　ところで、非水溶媒二次電池の性能を左右する条件の一つに集電体と活物質の密着性が
問題となる。銅箔を該電池の集電体として採用する場合、銅箔表面に防錆皮膜としてクロ
ム水和酸化物皮膜が存在すると集電体（銅箔）と活物質との接着強度が低下する、との実
験結果が得られている。
　また、非水溶媒二次電池において、集電体（銅箔）に活物質を設ける製造工程中で１０
０～１６０℃で数分～１０分程度加熱（乾燥）が必要となる。この加熱で銅箔表面にある
厚み以上の酸化膜が生成すると電池の特性に悪影響を及ぼすと共に、上述した様に表面が
クリーニングされ難くなるため超音波溶接性に悪影響を及ぼす、との実験結果が得られて
いる。
【０００８】
　また、特許文献２においては、電気二重層容量の逆数(１／Ｃ)値が０．１～０．３ｃｍ
２／μＦ以下である防錆皮膜が形成されている銅箔が、非水溶媒二次電池の負極集電体用
銅箔として優れているという提案がなされている。しかし、１／Ｃ値がこの範囲内であっ
ても、トリアゾール系防錆剤を単独で塗布しただけの防錆処理ではトリアゾール系防錆剤
と溶媒との親和性が不十分であり、塗布後の乾燥工程、もしくは非水溶媒二次電池の製造
における乾燥工程においてトリアゾール系防錆剤成分の一部が粉状となって銅箔表面に表
出することがある。
【０００９】
　銅箔表面に表出したトリアゾール系防錆剤の粉状体が銅箔表面に存在すると、銅箔を非
水溶媒二次電池の負極集電体として使用した際、集電体（銅箔）と活物質との密着を阻害
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する。また、超音波溶接時にはこの粉状体により銅箔表面がクリーニングされない状態と
して残るため、超音波溶接性に悪影響を及ぼす結果となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００９－０６８０４２号公報
【特許文献２】特許第３５８１７８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明者等は、複数の銅箔相互を超音波溶接する場合、あるいは銅箔と例えばタブ端子
等の他の金属とを超音波で溶接を行う場合に、銅箔表面に設けた防錆皮膜の種類とその厚
さが超音波溶接性（接合強度）に大きく影響することを見出し、本発明を完成するに至っ
た。
【００１２】
　また本発明者等は、銅箔の超音波溶接による接合力には、銅箔の表面の粗さも影響する
ことを見出した。即ち、表面粗さの粗い銅箔に超音波振動を印加して相互を接合した場合
、表面粗さの粗い銅箔は接合強度が弱い。これは、粗さが粗いため接合時の接触が局部的
になり、凹凸の凸の部分では接合が起こるが、凹の部分では接合が起こらず、接合強度が
小さくなると推定される。
このため、銅箔と銅箔、あるいは銅箔と異種金属との溶接性に優れ、また、銅箔を電池の
集電体として採用するときの活物質との密着性、高温安定性に優れる銅箔の要望が強くな
ってきている。
【００１３】
　さらに、本発明者等は、銅箔の超音波溶接による接合力には、前述した銅箔表面に表出
する粉状体の有無が影響することを見出した。即ち、銅箔表面に防錆剤の粉状体が存在す
る場合、超音波溶接時に銅箔と銅箔、あるいは銅箔と異種金属との接触面積が防錆剤粉末
体が障害となって小さくなり、粉末体存在部分が十分にクリーニングされず、接合強度が
小さくなると推定した。
【００１４】
　本発明は、上記要望（課題）を解決するために、超音波溶接で銅箔同士、あるいは銅箔
と他の金属とを接合する場合、超音波溶接性に優れた銅箔を提供することを目的とする。
　また、該銅箔の表面処理方法を提供するものである。
　更に、本発明は超音波溶接性に優れるとともに、電池の集電体として活物質との密着性
に優れる銅箔を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の銅箔は、光沢面及びマット面の表面粗さがＪＩＳＢ０６０１－１９９４で規定
する１０点平均粗さ（Ｒｚ）で２．０μｍ以下である電解銅箔の両表面に電気二重層容量
の逆数(１／Ｃ)値が０．３３ｃｍ２／μＦを超え、０．８ｃｍ２／μＦ以下である有機防
錆皮膜が形成されている超音波溶接性に優れた表面処理電解銅箔である。
【００１６】
　前記有機防錆皮膜がトリアゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類、あるいはテトラ
ゾール化合物、ジカルボン酸、アミン類で形成されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明により、超音波溶接による銅箔同士、あるいは銅箔と他の金属との溶接性に優れ
た表面処理銅箔を提供することができる。
　また、本発明の超音波溶接性に優れた銅箔の表面処理方法は、超音波溶接による銅箔同
士、あるいは銅箔と他の金属との溶接性に優れた表面処理銅箔を容易に製造することがで
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きる。
　更に、本発明は超音波溶接性に優れるとともに、電池の集電体として活物質との密着性
に優れる表面処理銅箔を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明の表面処理銅箔は、電解銅箔の表裏両面に電気二重層容量の逆数（１／Ｃ）値が
０．３３ｃｍ２／μＦを超え、０．８ｃｍ２／μＦ以下である有機防錆皮膜が形成されて
いる。
　なお、有機防錆皮膜の厚みは、市販の直読式電気二重層容量測定器で銅箔表面の電気二
重層容量（Ｃ：μF）を測定し、（１）式で示すように、その逆数値（１／Ｃ）として算
出した。
１／Ｃ＝Ａ・ｄ＋Ｂ ……（１）
（ｄは銅箔表面に形成されている電気二重層の厚み、Ａ，Ｂは定数）
【００２２】
　本発明の表面処理銅箔における電気二重層容量の逆数（１／Ｃ）値は、０．３３ｃｍ２

／μＦを超え、０．８ｃｍ２／μＦ以下の範囲内に設定される。
　１／Ｃ値が０．１ｃｍ２／μＦを下回った状態では防錆皮膜の厚さが不十分であり、室
温において大気中の水分と銅表面との接触を十分に防ぐことができないため、保管・輸送
時に表面の酸化・変色が発生しやすい。また、０．１～０．３３ｃｍ２／μＦの範囲では
、保管・輸送時の表面の酸化・変色は発生しにくいものの、非水溶媒二次電池の負極集電
体の製造における乾燥工程のような１００～１６０℃の高温な環境おいては、防錆皮膜の
強度が酸化を防ぐには不十分となり、酸化膜厚が過度に増加するために溶接性が落ちる。
また０．８ｃｍ２／μＦを超えると変色及び酸化はし難くなるが、防錆皮膜の厚さが過度
になるために接合強度が落ちるためである。
　
【００２３】
　有機防錆皮膜の厚さが溶接性に影響する理由は、前述のように有機防錆被膜が銅箔表面
を覆っているため、被覆厚さが厚い場合には、超音波振動を印加しても、表面がクリーニ
ングされ難く、純銅が表面に出てこないため、原子拡散が起こり難く、接合力が弱いと考
えられる。
【００２４】
　超音波溶接の接合力には、銅箔の表面の粗さも影響する。ＪＩＳＢ０６０１－１９９４
で規定する１０点平均粗さ（Ｒｚ）で２．０μｍを超える銅箔に超音波振動を印加した場
合、接合強度が小さくなる。
　Ｒｚで２．０μｍを超える銅箔相互を超音波接合し、その銅箔の接合部断面を観察する
と、ボイドの発生が多い。これは、粗さが粗いため接合時の接触が局部的になり、凹凸の
凸の部分では接合が起こるが、凹の部分相互では接合が起こらず、その部分がボイドとな
り、接合強度が小さくなると考えられる。
【００２５】
本発明の表面処理銅箔は、その表裏両面を、トリアゾール化合物、ジカルボン酸類、アミ
ン類、又はテトラゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類の溶液に銅箔を浸漬し、銅箔
の表面に有機防錆皮膜を形成する。
【００２６】
　本発明においてトリアゾール化合物としては、ベンゾトリアゾール、トリルトリアゾー
ル、カルボキシベンゾトリアゾール、クロロベンゾトリアゾール、エチルベンゾトリアゾ
ール、ナフトトリアゾール等が挙げられる。
【００２７】
　本発明においてテトラゾール化合物としては、1Ｈ－テトラゾール・モノエタノールア
ミン塩等が挙げられる。
【００２８】
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　本発明においてジカルボン酸類としては、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸
、アジピン酸、ピメリン酸、フタル酸等が挙げられる。
【００２９】
　本発明においてアミン類としては、モノアルキルアミン、ジアルキルアミン、トリアル
キルアミン、モノシクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミンなどのモノアミン類、
１～４個のアルキル基で置換されたジアミン類、アルキル基の少なくとも１個が水酸基や
ポリオキシエチレン基のような親水性基を有するアルキルモノアミン、アルキルジアミン
などがある。具体的には、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノール
アミン、ジメチルエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン、モノメチルエタノール
アミン、モノエチルエタノールアミン、モノブチルエタノールアミン等が挙げられる。
【００３０】
　トリアゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類の配合割合は、重量にしてトリアゾー
ル化合物に対しジカルボン酸類を０．４倍～２倍位、アミン類を０．５～２倍位が有効で
ある。ジカルボン酸類を２倍以上加えても最早防錆機能の向上が望めず、また、０．４倍
を下回ると防錆機能効果が発現しないためである。また、アミン類を２倍以上加えても最
早防錆機能の向上が望めず、また、０．５倍を下回るとトリアゾール化合物と溶媒である
水との親和性向上の効果が発現しないためである。銅箔表面に防錆皮膜を形成するトリア
ゾール化合物、ジカルボン酸、アミン類との溶液の濃度は、５０～６，０００ｐｐｍとす
ることが望ましい。５０ｐｐｍを下回ると防錆機能を保持できるほどの厚さの有機防錆皮
膜とならず、６，０００ｐｐｍをこえると有機防錆皮膜の厚さが厚くなって超音波溶接に
おける接合条件を阻害するようになり、防錆機能向上の効果もさほど望めないからである
。
【００３１】
　トリアゾール化合物、ジカルボン酸、アミン類の溶液のｐＨは６～９が好ましい。また
、銅箔表面への皮膜形成時の溶液の温度は３０～７０℃であればよいが、必要に応じて更
に加温して使用してもよい。なお、溶液温度を３０℃未満とすると、形成される防錆皮膜
が脆弱なものとなり、大気中の水分と銅との接触を防ぎ切れず、防錆機能の向上が期待で
きない。
【００３２】
　テトラゾール化合物、ジカルボン酸類とアミン類の配合割合は、重量にしてテトラゾー
ル化合物に対し０．４～２倍位、アミン類を０．５～２倍位が有効である。ジカルボン酸
類を２倍以上加えても最早防錆機能の向上が望めず、また０．４倍を下回ると防錆機能効
果が発現しないためである。また、アミン類を２倍以上加えても最早防錆機能の向上が望
めず、また、０．５倍を下回るとテトラゾール化合物と溶媒との親和性向上の効果が発現
しないためである。
　銅箔表面に防錆皮膜を形成するテトラゾール化合物、ジカルボン酸類、アミン類の溶液
の合計濃度は、５０～６，０００ｐｐｍとすることが好ましい。５０ｐｐｍを下回ると防
性機能を保持できるほどの厚さの有機防錆皮膜とならず、６，０００ｐｐｍをこえると有
機防錆皮膜の厚さが厚くなって超音波溶接における接合条件を阻害するようになり、防性
機能向上の効果もさほど望めないからである。
【００３３】
　テトラゾール化合物、ジカルボン酸、アミン類の溶液のｐＨは６～９が好ましい。また
、銅箔表面への皮膜形成時の溶液の温度は３０～７０℃であればよいが、必要に応じて更
に加温して使用してもよい。なお、溶液温度を３０℃未満とすると、形成される防錆皮膜
が脆弱なものとなり、大気中の水分と銅との接触を防ぎ切れず、防錆機能の向上が期待で
きない。
【００３４】
　溶液への銅箔の浸漬時間は、トリアゾール化合物、テトラゾール化合物、ジカルボン酸
類及びアミン類の溶解濃度、溶液温度や形成する有機防錆皮膜の厚みとの関係で適宜に決
められるが、通常、０.５～３０秒程度であればよい。
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【００３５】
　有機防錆皮膜の形成方法は、電解銅箔の場合は酸洗いし、水洗ないしは水洗・乾燥処理
を行い、その後、銅箔をトリアゾール化合物にジカルボン酸、アミン類を加えた防錆剤溶
液、あるいはテトラゾール化合物にジカルボン酸、アミン類を加えた防錆剤溶液に浸漬し
、有機防錆皮膜を被着する。なお、酸洗いし、水洗ないしは水洗乾燥処理を行った後、防
錆剤溶液に浸漬させるまでの間に、大気に晒されることにより２０Å程度のごく薄い酸化
銅の膜が銅箔表面に形成されることがあるが、超音波溶接性や耐変色性など本発明の代表
的な特性に影響を与えるものではない。また、溶媒にはトリアゾール化合物およびテトラ
ゾール化合物の種類により、水若しくは炭化水素系の溶剤が用いられるが、どちらを用い
ても本発明の効果は変わらない。
【００３６】
　圧延銅箔の場合は、表面に残る圧延油を脱脂処理し、脱脂後の銅箔を水洗ないしは水洗
・乾燥処理し、該脱脂後の銅箔をトリアゾール化合物にジカルボン酸、アミン類を加えた
防錆剤溶液、あるいはテトラゾール化合物にジカルボン酸、アミン類を加えた防錆剤溶液
に浸漬し、有機防錆皮膜を被着する。
　なお、脱脂処理後に酸洗いし、水洗ないしは水洗乾燥処理を行った後、防錆剤溶液に浸
漬させるまでの間に、大気に晒されることにより２０Å程度のごく薄い酸化銅の膜が銅箔
表面に形成されることがあるが、超音波溶接性など本発明の代表的な特性に影響を与える
ものではない。また、溶媒にはトリアゾール化合物およびテトラゾール化合物の種類によ
り、水若しくは炭化水素系の溶剤が用いられるが、どちらを用いても本発明の効果は変わ
らない。
【００３７】
　有機防錆剤による銅箔の表面処理を行う前の処理方法として、酸洗いは、Ｈ２ＳＯ４＝
５～２００ｇ／ｌ、温度＝１０℃～８０℃の希硫酸に浸漬する方法が効果的である。また
、脱脂の場合は、ＮａＯＨ＝５～２００ｇ／ｌ、温度＝１０℃～８０℃の水溶液中で、電
流密度＝１～１０Ａ／ｄｍ２、０．１分～５分で陰極又は／及び陽極電解脱脂を行うのが
効果的である。
［実施例及び比較例］
【００３８】
・〔銅箔の製造〕
　電解液
　銅： ７０～１３０ｇ／ｌ
　硫酸： ８０～１４０ｇ／ｌ
　添加剤： ３－メルカプト１－プロパンスルホン酸ナトリウム＝１～１０ｐｐｍ
　ヒドロキシエチルセルロース＝1～１００ｐｐｍ
　低分子量膠（分子量３，０００）＝１～５０ｐｐｍ
　塩化物イオン濃度＝１０～５０ｐｐｍ
　温度： ５０～６０℃
　この電解液を用いて、アノードには貴金属酸化物被覆チタン電極、カソードにはチタン
製回転ドラムを用いて、電流密度＝５０～１００Ａ／ｄｍ２で厚さ６～２０μｍの電解銅
箔を製造した。製造した銅箔の両面の表面粗度（Ｒｚ）を表１に示す。
【００３９】
・〔皮膜形成用有機化合物〕
　製造した銅箔を表１に示す組成の防錆溶液に浸漬し、銅箔表面に防錆皮膜を施した。な
お、液温は２０～７０℃、ｐＨは６～９とした。
【００４０】
・〔防錆溶液〕
　トリアゾール化合物：ベンゾトリアゾール
　テトラゾール化合物：1Ｈ－テトラゾール・モノエタノールアミン塩
　ジカルボン酸類：マロン酸
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　アミン類：トリエタノールアミン
・〔クロメート処理〕
　ＣｒＯ３＝1ｇ／ｌを溶解した水溶液中に銅箔を浸漬した後乾燥を行った。
【００４１】
【表１】

【００４２】
・〔表面に形成した有機防錆被膜の厚み〕
　作成した防錆皮膜付き銅箔表面の誘電体層の厚みを、電気二重層容量（Ｃ：μＦ）を測
定し、次式：
１／Ｃ＝Ａ・ｄ＋Ｂ ……（１）
（ｄは銅箔表面に形成されている電気二重層の厚み、Ａ，Ｂは定数）
に基づいてその厚みを測定した。
　なお、１／Ｃの測定には日置電機株式会社製ケミカルインピーダンスメーター ＨＩＯ
ＫＩ３５３２－８０を用いた。測定結果（１／Ｃ）の値を表２に示す。
　また、クロメート付着量を表３に示す。クロメート皮膜は１／Ｃでは評価できないので



(8) JP 5675325 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

、クロメート処理におけるクロム付着量として表３に示す。
【００４３】
【表２】

【００４４】

【表３】

【００４５】
・〔耐酸化性比較および防錆剤成分表出の有無〕
　本発明の表面処理銅箔をＬｉイオン二次電池の集電体として採用する場合、電池の電極
製造工程に於いて集電体（銅箔）に活物質を塗布した後１００～１６０℃で乾燥する。こ
の乾燥が不十分であり水分がＬｉイオン二次電池に持ち込まれた場合、電池のサイクル特
性及び充放電容量に大きな影響を与える。このため銅箔にはこの乾燥工程で酸化し難いこ
とが要求される。そこで実施例と比較例の耐酸化性を測定した。
測定は表面処理銅箔を大気オーブン中で１６０℃×１０分加熱した後カソード還元法を用
いて測定した。測定結果を表４に示す。
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　また、加熱後の防錆剤成分の表出（粉状体）の有無（粉状体表出なし＝○、あり＝×）
を観察し結果を表５に示す。
【００４６】
〔恒温恒湿試験とその結果〕
　作成した表面処理銅箔を温度６０℃、湿度９０％に設定した恒温恒湿槽に１０日間放置
した後その外観を観察し、劣化度を評価した。評価結果を表４に併記して示す。
評価は表面に異常が見られなかったものを○、やや変色したものを△、変色がみられたも
のを×とした。
【００４７】
【表４】

【００４８】
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【表５】

【００４９】
・〔超音波溶接の溶接性の評価〕
　超音波溶接の条件を表６に示す。表６の条件で実施例と比較例の銅箔につき表７に示す
材料からなるダブ端子に超音波溶接を施した。その結果を表８に示す。なお評価結果は重
ねた銅箔全てと相手方のタブ端子とが完全に溶接されているものを○、相手方タブ端子と
は溶接できたが重ねた銅箔相互の溶接が不十分なものを△、銅箔と相手方タブ端子との溶
接が不十分であるものを×とした。
【００５０】
【表６】

【００５１】
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【表７】

【００５２】
【表８】

【００５３】
　トリアゾール化合物、ジカルボン酸、アミンを含む防錆皮膜を設けた実施例１～８、テ
トラゾール化合物、ジカルボン酸、アミンを含む防錆皮膜を設けた実施例９はいずれも高
温での酸化量が最小限に抑えられており、外観の劣化、および粉状体の表出が見られなか
った。さらに、高温多湿環境下に暴露したあとでも外観の劣化が見られず、超音波溶接性
も優れている。
　従って、この表面処理銅箔は超音波溶接性に優れているために電子部品等の組立が容易
となり、また、この銅箔をＬｉ電池等の非水溶液二次電池用の集電体として使用しても優
れた効果をもたらす。
【００５４】
　一方、トリアゾール化合物のみからなる溶液で防錆皮膜を形成した比較例１～４は、高
温加温後の酸化が酷く、さらに粉状体の表出により、溶接性は劣る結果となった。さらに
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高温高湿環境暴露後の変色も酷かった。
【００５５】
　トリアゾール化合物、ジカルボン酸の２成分からなる溶液で防錆皮膜を形成した比較例
５～８は、ジカルボン酸が防錆膜を強化するため、高温高湿環境暴露後の変色は比較例１
～４に比べるとやや抑制されている。しかし、高温加温後の酸化膜、粉状体の表出は抑制
されておらず、溶接性はやや劣る結果となっている。
【００５６】
　トリアゾール化合物とアミンの２成分からなる溶液で防錆皮膜を形成した比較例９～１
２では、アミンによりトリアゾール化合物と溶媒である水との親和性が向上し、高温加温
後の粉状体の表出は確認されなかった。しかし、防錆膜は脆弱であり、高温加温後の酸化
膜の発生、および高温高湿環境暴露後の変色は抑制されておらず、溶接性はやや劣る結果
となっている。
【００５７】
　トリアゾール化合物、ジカルボン酸、アミンの３成分からなる溶液で、２０℃で防錆皮
膜を形成した比較例１３、テトラゾール化合物、ジカルボン酸、アミンの３成分からなる
溶液で、２０℃で防錆皮膜を形成した比較例１４では、形成される防錆皮膜の強度が十分
でないため、銅箔と大気中の水分との接触を抑制する機能が十分でないため、高温高湿環
境暴露後の変色も酷かった。また、高温加温後の酸化膜及び粉状体の表出を抑制すること
ができず、溶接性は劣る結果となっている。
【００５８】
　なお、光沢面およびマット面の粗さ（Ｒｚ）が２．０を超える銅箔につき超音波溶接を
試みた比較例１５では、粗さのＲｚ値が大きいため接合時の接触が局部的になっており、
銅箔と溶接相手方タブ端子との接合強度が小さいため、超音波溶接性は十分なものではな
かった。
【００５９】
　このほか、クロメート処理を行った比較例１６は、粉状体の表出はまったくないものの
、銅箔と大気中の水分との接触を抑制する機能が十分でなく、高温高湿環境暴露後の変色
が酷かった。また、高温加熱後の酸化膜を抑制することができず、溶接性は劣る結果とな
っている。
【００６０】
　上述したように本発明は、超音波溶接による銅箔同士、あるいは銅箔と他の金属との溶
接性に優れた表面処理銅箔を提供することができる。
また、本発明の超音波溶接性に優れた銅箔の表面処理方法は、超音波溶接による銅箔同士
、あるいは銅箔と他の金属との溶接性に優れた表面処理銅箔を容易に製造することができ
る。
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